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Hlavnimi cili tohoto projektu jsou vyzkumné a vyvojové aktivity v oblasti novych pristupd
ke konstrukci osvétlovacich systému vyuzivajicich sofistikované difrakcni optické prvky a jejich
soustavy. Stézejni myslenkou projektu je pote integrovani svételného zdroje a optické soustavy
do jednoho celku formou vrstevnatych systemu. S takovym funkcnim celkem je poté mozné
manipulovat jako s elektronickou soucastkou.

Do projektu se UFP AV CR, Toptec zapojuje v oblasti vyzkumu
procesu prenosu difraktivnich struktur do skla metodou
lisovani. Prenos velmi jemnych struktur do skla je obecnée
technologicky narocény a komplikovany ukol, ktery dosud nebyl
pro mnozstevni produkci dostatecné zvladnut. Difraktivni
struktury jsou mikroskopické struktury vytvorené na povrchu
elementu, které interaguji se svétlem. Danym frekvencim
ze spektra zdroje svétla charakteristicky definuje smer jejich
Sireni.

Obr. 1:

Schéma modulace svetelného svazku pri prichodu optickym prvkem:
AJ priichod planparalelni destickou bez reliéfu;

BJ spojnou cockou,

C) planparalelni destickou s difraktivni strukturou s funkci spojne cocky;
D] planparaleini destickou s difraktivni strukturou s funkci sipky.
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Pro osvétlovaci systémy umozni efektivné vyuzit intenzitu svétla jeho nasmérovanim pozadov-
anym zpusobem. V nékterych aplikacich Ize tedy eliminovat ¢i pfipadné minimalizovat nezadané
svételné znecisténi. Vyhodou skelnych materialt v porovnani s plasty, které jsou v soucasnosti
pro zaznam difraktivnich struktur vyuzivany, jsou v jejich mechanické odolnosti, dale teplotni
odolnosti a propustnost pro UV svétlo.

Tyto parametry umozni rozsifit aplikacni pole uzitnosti vyrobenych produkt( predevsim v oblasti
smeérovych svitidel, ale také v oblasti vysokovykonnych zdroji zareni ¢i modulace zareni v UV
oblasti. Cilem je tedy definovat a optimalizovat vhodné parametry lisovaciho procesu pro zvolené
typy materialll raznice s definovanym vzorem a materialu obtisku s vyuzitim lisovaci technologie
NanoTech. Ty poté budou slouzit jako vychozi bod pro nasledné vyvijenou technologii prenosu
struktur do skla pro automatizovanou produktovou vyrobu.

Oblasti vyzkumu

Optimalizace procesu lisovani vybér materialu lisovacich forem, parametry lisovani pro zvolené
materialy raznice a vylisku.

Tenké vrstvy se zamérenim na teplotni odolnost zamezujici chemickeé reakci reliéfu raznice a
materialu vylisku.

Vyvoj a vyuziti méricich technik pro charakterizaci prenesenych difraktivnich struktur.

Obr. 2: Planparalelni desticky s riiznymi funkcemi modulace optického svazku.
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